MEMORIA DESCRIPTIVA
DE UNA PATENTE DE INVENCION POR VBINTE ANOS EN mSpafA A FAVOR
DE QUARTZ & SILICE, DE NACIONALIDAD FRANCESA, RESIDENTE EN
PARIS (FRANCIAJ 8 rue D“Anjou,

sobre:
HWPERFECCIONAMIENTOS EN LA FABRICACICON DE VIDRIC DE SILICE",
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La presente invencién tiene por objeto la fabri-
cacibén de vidrio de shlice de alta calidad, que posean
en particulsr una trasparencia extrema en el ultra-vio-
leta y/o en el ultra-rojo, y que puedan utilizarse ven-
tajosamente en Sptica.

El mas puro vidrio de silice presenta siempre

_una banda de absorcién importente en el ultra-violeta.

El méximo de esta banda (Fig. l2., curva &) se situa apro
ximadamente a 2450 &, pero puedé establecerse a 2420 &
para determinapas muestras. La energia absorbida en es-
ta regién es reemitida bajo forma de una fluorescencia
violeta que puede formarse en evidencia utilizando une
lémpara a vapor de mercurio a baja presién cuya emisién
es intensa en la regifn de 2573 i.

La demandante ha comprobado y esto constiﬁu-
ye una de las caracteristices de la invencibn, que si se
somete un objeto de cristal de silice a la accién de un
campo eléctrico continuo a temperatura elevada durante
un tiempo suficiente, pierde toda fluorescencia y ya no
presenta mas la banda de absorcién a 2450 & (véase Fig.
12, curva B.)

"La fluorescencia y la absorcién reaparecen
cuando el cristal tratado se funde o calienta a una tem-
peratura superior a 1.400¢ C. Es puds necesario aplicar
tan solo el tratamiento a aquellos objetos de vidrio de
silice que presenten ya una forms casi definitiva y que
noAdabensometerse ulteriormente a otros tratamientos de
transformacién que los llamados mecénicos (correcciones,
pulido,etc.), con exclusidén de toda fusibén o calentado
e mas de 1.400 ¢ C.

Debe observarse que el tratamiento segiin la




5e=

10 .~

156~

20  dond

25 [ Zand

- 2270634

invencién, permite obtener tam solo el resultado deseado
en el caso de aplicarse a un cristal que ya posea uba
gran purezs sea cual fuera el estado fisico de las impu-
rezas Ultimas, es decir que el cristal kaya sido fabri-
cado en condiciones reductoras u oxidentes. Un vidrio de
silice Que contenga en cantidad importante productos de
reduccibn o de carburacién, no puede prestarse al trata-
miento.

A continuacién se describe, a titulo de ejem-
plo un modo de ejecucién del invento, con referencia al
dibujo que se acompafia.

' La pieza (1) de vidrio de silice a tratar(Fig.
22) por ejemplo un cilindro, se coloca entre dos electro-
dos metélicos (2) por ejemplo en platina, cuidadosamente
lisa y llana, al igual que las caras terminales del cilin.
dro. Los electrodos pueden reemplazarse por una simple
metalizacifn de estas caras. |

El conjunto se coloca en un horno (3) elevén-
dose & una temperatura del orden de 1.000¢C y durante
aproximadamente treinta horas. Un campo eléctrico conti=-
nuo del orden de 1,000 V/cm se aplica entre los electro~
dos.

Se forma en el cilindro un velo mas o menos
colorado, segin el procedimiento de febricacién inicial
del vidrio de silice tratado y este velo se extiende len-
tamente del #dnodo hacia el cdtodo. Cuando el welo alcan~
za el catodo, la operacién puede pararse. Su duracién
es mas 0 menos larga seglin sea la naturaleza del vidrio.
de silice, la temperatura del horno y el valor del cem-
po. Puede observarse qde la cara del cilindro de vidrio
de silice en contacto con el catodo ha pasado a ser blan-
quecina.
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Se produce una transformacién alotrépica del vi-
drio de silice bajo la influencia del campo, de la tem-
peratura y probablemente de la imigracifn de impurezas
aicalinaa; el vidrio de silice debido a ello gse trans-
forma en una capa catddica muy delgada, en cuagrzo (a
menos de 9702 C),o0 bien en cristobalita si se opera a .
una temperatura superior. Una vez eliminada esta capsa,
el cristal obtenido ya no presenta ninguna bands mas
de ab-sorcién a 2450 i.

Por otra parte, se ha observado que en la re-
giéh del infra-rojo comprendida entre 2 y 3 #/ el vidrio
de silice presenta alguna vez una absorcién considera-
ble. El estudio de esta regifn ha demostrado que se tra-
ta de una banda aguada, cuyo méximo se situa a 2,72//¥
aproximadamente y que parece puede atribuirse a los io=-
nes OH.

Después de haber estudiado la influencia de
las condiciones de fabricacién sobre la presencia y la
intensidad de esta banda, la casa demandente, ha conse-
guido producir vidrios de silices que no presentan nin-
guna absorcién en esta regién, El procedimiento, segin
la invencién, consiste en desterrar estrictamente el
agua y su vapor de todas las fases de la preparacién
y de la fabricacién. Bsto implica una seleccién de pri-
meras materias que no presenten iones CH, inclusern
el estado de trazas y un empleo exclusivo de medios de
fusifén no recurriendo a las llamas. Se puede, por ejem-—
plo, utilizar un cristal de roca qué-no contenga inclu~
sién liquida. La Fig. 32., indica el resultado obteni-
do (curva D) y, por comparacién con un cristal de sili-
ce corriente (curva C), la ganancia considerable de
transparencia.

Bs conocido que el vidrio de silice presen—
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té el inconveniente de poseer una estructura en "carne
de gallina™, procedente de variaciones locales de indi-
ce de refraccién., Estas variaciones son superiores a
10~2 (algunas unidades de la 52 decimal).

La cassa demandénte, ha comprobado y ello cons-
tituye otre caracteristica del invénto, que estas varia-
ciones podran evitarse y gque un vidrio de silice preseni
tando variaciones inferiores a 10 ° podia obtenxse fundé
diendo por no importa que medio apropiado, cargas de pri-
mera materia constituidas exclusivamente de particulas
nuy finas (taniz de 200 a 300), o polvos proéedentes de
la oxidacidén de compuestos orgdnicos del silicium,

Los cristeles procedentes de la fusibén y de
la oxidecién simultédnea del silicium o de sus compuestos
orgénicos por las llamas si bien tienen una cierts homo-
henidad, tienen el inconveniente de presentar por el con-
trario de una maners acusads una banda de absorcién a
2,72/529 .

Esta absorcién es un grave inconveniente cuan-
do se trata de fgbricar en vidrio de silice la pared de
las lémparas a vapor de mercurio. Disminuye considera=-
blemente el rendimiento de la lémpara.

La combinacién de los tratamientos mas arri-
ba descrito, permite obtener un vidrlio de silice que
tan solo presenta una absorcién despreciable en el vas-
to dominio comprendidc entre el extremo ultra-violeta,
debajo de 2000 i, ¥y el infra-rojo hasta aproximsdsmen-
te 3,5 u. Egte cristal se convierte asi en el producto
mas transparente que existe. Ademds, hace posible su
utilizacién en éptica, debido a su homogenidad.

NOTA
En resumen, la presente solicitud de patente
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de invencién recaerf sobre las siguientes reivindicacio-
ness: |

le.~ Perfeccionamientos en la fabricacién de vidrio
de siliceé, caracterizados por el hecho de que se somete
vidrio de silice muy puro a la écciGn de un campo eléctri-
co continuo, a tamperstura elevada.

28 .~ Perfeccionamientos, segin la anterior reivin-
dicacifn caracterizados por el hecho de que dicha tempera-
tura es del orden de 10009C,

32 .~ Perfeccionamientos, seglin la reivindicaciéh
12,, caracterizados por el hecho de que el vidrio de sili-
ce se obtiene a partir de materias que no presentan iones
OH, y por el hecho de que la fusién se realiza con la ayu-
da de no importa que medio aspropiado otro que las llamas.

423 ,~Perfeccionamientos, segfn la reivindicacién
lé.,‘carécterizados por el hecho de que el vidrio de sili-
cé se obtiene a partir de primeras materias reducidas en
particulas muy finas (tamiz 200 a 300) y en particular a
pertir de polvos procedentes de la oxidacién de compuestos
orgénicos del siliciunm.

52 .~ Perfeccionamientos, segln la reivindicacién
l2., caracterizados por el hecho de que los vidrios de si-
lice muy puros asi{ obtenidos, tan solo presentan una absor-
cibn desprecisble en la regién de la banda del espectro ve-
cina de 2450 £.

62 .~ Perfeccionamientos, segfin las reivindicacio-
nes 12 a 42, caracterizados por el hecho de que los vidrios
de silice muy pubos asi obtenidos tan solo presentan una
absorcién despreciable en la banda del espectro entre el

extremo ultravioleta y el infra-rojo, y caracterizados tam-

bién por el hecho de que tiene variaciones de indice de re- 5

fraccién inferiores a 107°,
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 Segdn se describe en la presente memoria que consta
de siete hojas escritas s méquina por una sola cgra y di-
bujos.
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